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(57) Описан способ удаления субмикронных частиц из потока газа, содержащего субмикронные
частицы, причем указанный поток представляет собой отходящий газ, образующийся при доводке
карбамида, включающий стадии, на которых в эжекторе Вентури обеспечивают контактирование
указанного потока газа с нагнетаемым высокоскоростным потоком очищающей жидкости для
обеспечения прокачивающего действия, при этом очищающая жидкость имеет начальную скорость
по меньшей мере 25 м/с и отношение расхода очищающей жидкости и расхода газа составляет
от 0,0005 до 0,0015 (м3/ч)/(м3/ч); причем способ включает очистку в двух последовательных
ступенях Вентури, при этом каждая из указанных двух ступеней Вентури содержит горизонтально
расположенный эжектор Вентури, причем указанные ступени Вентури расположены одна над
другой, и обе ступени Вентури соединены очищающей колонной.
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